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Abstract (Aim, Use
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Contents)

グラフェンは、炭素原子の2次元物質であり、また２次元電子系が表面で露出して
いることから、表面分子吸着によってデバイスの特性を変えることができる。本研
究では、２次元電子系を持つグラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイド系の積層ナ
ノ構造試料を作製し、抵抗検出を中心とした電子スピン共鳴（ESR）や核スピン共鳴
（NMR）のための試料作製を行う。グラフェン等積層構造半導体試料をデバイス化
し、分子吸着した際に伝導度がどのように変化するかを超低温・強磁場下で調べ、
マイクロ波照射下での伝導度の変化を高感度に捉え、抵抗検出型磁気共鳴を試みる。

実験
Experimental

Graphene-supermarket社製のCVD Graphene/h-BN(Gr/hBN)積層構造試料を用い
てホールバー構造のデバイス加工を試みた。昨年度は、電極蒸着後のリフトオフが
うまくいかなかったため、レジストをLOR-3A/AZP-1350の２層構造へと変更した。
その結果、電極の作製に成功した。

結果と考察
Results and Discussion

完成したデバイスを、Raman分光法およびプローバーを用いて試料の特性評価を行
い、良好な結果が得られた。しかしながら、試料を半導体パッケージにボンディン
グする際に、電極が弱く、取れてしまうことが分かった。現在、電極をGr/hBN上
ではなく、SiO2基板に直接蒸着するような構造作製を試みている。
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